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Mikrostrukturelle Charakterisierung von
durch anodische Oxidation hergestellten
Oxidfilmen auf Al- und Ti-Legierungen

In dieser Arbeit wurden anodische Oxide der Ubergangsmetalle Titan,
Aluminium und Wolfram auf Bulkproben wie auch auf DUnnfilmen
hergestellt. Weiter wurde deren resultierende Mikrostruktur detailliert
untersucht. Die anodischen Oxide der Ubergangsmetalle haben einen
weitldufigen Applikationsbereich, z.B. als Verschleiss-
/Korrossionsschutzschichten und werden zunehmend auch als
funktionale Oberflachen eingesetzt.

Die Herstellung der anodischen Oxide wurde mithilfe eines Elektrolyten
auf Zitronensdurebasis durchgefuhrt. Die Mikrostruktur der Oxide wurde
mithilfe von bildgebenden Verfahren wie der
Rasterelektronenmikroskopie (REM) und
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) untersucht. Zusatzlich
wurden Zusammensetzung und die verschiedenen Phasen mittels
spektroskopischen Methoden wie der spektroskopischen Ellipsometrie,
der energiedispersiven Rontgenstrahlanalyse (EDS) und der
Rontgendiffraktion (XRD) analysiert.

FUr Aluminium konnte gezeigt werden, dass die Elekirolytldsung
basierend auf Zitronens&ure eine gute Alternative zum
Standardelektrolyten Schwefelsdure ist. Die potentiostatisch
gewachsenen Oxide in einem Potenzialbereich von U = 150 - 350 V

weisen Uber den ganzen Bereich eine amorphe Struktur auf. Die in dieser

Arbeit gemessenen Wachstumsfaktoren flr anodisches Aluminiumoxid
betragen f = 1.1-1.4 nm/V.

Die Titanproben wurden bis zu einem Potenzial von 375 V
potentiostatisch anodisiert. Die Struktur der Oxide ist unterhalb einer
Polarisation 200 V amorph, oberhalb dieses Potenzials konnte die
zusétzliche Bildung einer kristallinen Anatas-Phase nachgewiesen
werden. Die gewachsenen Oxide weisen im ganzen Bereich eine hohe
Defektdichte (Poren und Blasen) auf. Flr Titan konnten
Wachstumsfaktoren von f = 1.4-2.4 nm/V ermittelt werden. Der
Wachstumsfaktor zeigt eine Abhangigkeit vom Anodisationspotenzial.
Die durchgefUhrten Versuche auf Wolfram haben gezeigt, dass ein
Wachstum von anodischem Wolframoxid mittels der verwendeten
Zitronensaureldsung moglich ist. Die Durchschlagsspannung des
Wolframoxides unter Verwendung dieser Elektrolytlésung wurde bei
einem Potenzial von U = 60 V festgestellt.

Es wurden Versuche zur Anodisation von Uberlagerten Titan/Wolfram-
Dunnfilmen durchgefihrt. Es hat sich gezeigt, dass eine anodische
Oxidation beider DUunnfilme nicht trivial ist. Die Untersuchung der
Mikrostruktur lassen den Schluss zu, dass die Haftung des anodischen
Titanoxides und die hohe Defektdichte kritische Faktoren fUr diesen
Prozess sind.
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